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Рассматривается универсальный вакуумно-дуговой источник плазмы, позволяющий работать в двух режимах генерации рабочего вещества – анодном [1] и катодном [2].  Разряд горит в «горячем» режиме с распределённой привязкой на расходуемом электроде, что обеспечивает лучшее качество покрытия в отличие от источников с генерацией плазмы в микропятнах. Использование источника плазмы с двумя режимами работы позволяет использовать для нанесения покрытий преимущества обоих случаев. Приводятся  вольт-амперные, генерационные и энергетические характеристики разработанного устройства.
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